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１．概要（Summary） 

有機半導体中のスピン

流の計測を行うために、

計測に用いるデバイスの

作製を行った。作製デバ

イスの構造を Fig. 1に示

す。1 工程につき電子線

描画装置を 2回使用する

ことで、100 nmの間隔で異種金属（白金とニッケル）を配

置したデバイスの作製を目指した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多元 DC/RF スパッタ装置 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置 

 

【実験方法】 

ニッケルから描画すると、白金描画の際にニッケルの磁

性により電子線が曲げられるので、白金から描画を行うこ

とにした。まず、SiO2 基板にポジ型の電子線レジストを塗

布した後、電子線描画装置を用いて、ニッケル描画の際

に描画用マスクを位置合わせするために用いるマークと、

白金線用のパターンを描画した。次に現像処理を施した

のち、スパッタ装置を使用して基板全体に白金薄膜を形

成させた。その後基板を有機溶液に 1 晩浸すことで残っ

たレジストを剥離して目的の大きさの白金線を作製した。

次に上記と同様の操作を、白金をニッケルに変えて行い、

目的のデバイス作製を行った。（ニッケル薄膜の形成は京

都大学内の真空蒸着装置を用いて行った。） 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

実際に作成した素子を Fig. 2(a)(b)に示す。電子線リソ

グラフィーにより目的のパターンを形成することができた。

しかしながらFig.2(c)のAFM画像からわかる通り、目的の

間隔で白金線とニッケルを配置することはできず、一部が

重なって描画されてしまった。これは重ね描画用のマーカ

ーが不鮮明であったためと考えられる。 

 

Fig. 2 (a) The lateral spin pumping device. (b) The 

boundary between Pt and Py. (c) AFM image of the 

boundary between Pt and Py.  

 

４．その他・特記事項（Others） 

近田 和美様（微細加工プラットフォーム）に感謝しま

す。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

Fig. 1 Device structure 


